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“ILRES” - Wysokorozdzielcza litografia optyczna i elektronowa przy uzyciu rezystow na bazie cieczy
jonowych

Ogromny sukces branzy potprzewodnikéw byt 1 jest mocno powigzany ze zdolno$cia do ciaglej poprawy
rozdzielczo$ci strukturyzacji (zwykle za pomoca litografii). Prowadzi to do wigkszej mocy obliczeniowej
urzadzen elektronicznych i do obnizania kosztow. Wymagania dotyczace coraz mniejszych urzadzen napedzaja
rozwoj wszelkiego rodzaju materiatow wykorzystywanych w technologii potprzewodnikowe;.

Jednoczesnie z miniaturyzacja nowy obszar technologii - zielona technologia - koncentruje si¢ na projektowaniu
proces6w i1 metod, ktoére minimalizujg uzycie i wytwarzanie niebezpiecznych substancji. W ostatnich latach
wida¢ coraz wigksze zainteresowanie materialami alternatywnymi do konwencjonalnych zywic litograficznych
(resyztow litograficznych), przyjaznymi dla srodowiska. Bardziej ekologiczne metody i materiaty musza spetniaé
okreslone warunki, ale jednocze$nie muszg by¢ zachowane te same wymagania procesowe. Najwazniejsze z nich
to jako$¢, rozdzielczos¢, czutosé, stabilnos¢ i cena. W ostatnim czasie badania nad zielong litografiag ewoluujg w
kierunku nowych materiatéw funkcjonalnych, aby znalez¢ idealng, dostosowang do potrzeb indywidualnych,
platforme materialowa do szerokiego zakresu zastosowan.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie nowatorskich rezystow o wysokiej rozdzielczosci materiatowej i
czuto$ci do (i) techniki litografii optycznej, (ii) drukowania laserowego i (iii) ultrawysokiej rozdzielczej litografii
elektronowej. Nowa metoda bedzie unikalng nowa kombinacja materiatu bezrozpuszczalnikowego (lub z
niewielkg ilo$cig rozpuszczalnika) o wysokiej rozdzielczosci oraz dostosowanych lub zmodyfikowancy, dobrze
znanych technik (litografia wigzka elektronowa i UV oraz druk laserowy). Zaproponowana w projekcie nowa
litografia na cieczach jonowych (IL-litografia) o zmniejszonym wptywie na srodowisko bedzie miata znaczacy
wplyw na technologi¢ zintegrowanej elektroniki i fotoniki. Podstawowe badania w projekcie ILRES dotyczace
projektowania cieczy jonowych i ich wpltywu na przenoszony wzdr, pomogg zrozumie¢ interakcje molekularne,
korelacj¢ migdzy wielko$cig czasteczek, a rozdzielczoscia, a takze wptyw na dalsze procesy produkcyjne. Projekt
bedzie mial znaczacy wklad w wysoko rozdzielcze i bardziej ekologiczne standardy technologiczne.

ILRES proponuje nowe podejscie do przyszlej technologii uktadow scalonych, umozliwiajac wykorzystanie
unikalnych nowych materiatdéw bezrozpuszczalnikowych - cieczy jonowych ciektych w temperaturze pokojowej
(RTIL), ktore moga zmienia¢ wlasciwosci przy o$wietleniu wigzka. Poniewaz material moze sktada¢ sie z wielu
matych czasteczek lub krétkich tancuchow polimerowych, modyfikacje wihasciwosci takich jak twardosc,
elastyczno$¢, rozpuszczalnosé, rozdzielczosé¢ i hydrofobowos$¢ mozna odpowiednio dostosowaé. IL ze wzgledu
na specyficzng forme¢ molekularng stanowia unikalng platformg¢ architektoniczna, na ktérej mozna modyfikowaé
wlasciwosci jonow odpowiadajace wymaganiom materialowym.

W trakcie projektu wykonamy:

» synteze chemiczna i modyfikacje rezystow na bazie cieczy jonowych
» optymalizacja kazdego etapu procesu: naktadanie warstwy, polimeryzacj¢, wywotywanie, trawienie i
usuwanie.

Naszym celem jest opracowanie metody z takimi zaletami jak:

* proces bezrozpuszczalnikowy lub proces z niewielka jego iloscia

* bardzo wysoka rozdzielczos$¢ dla litografii elektronowej (dziesiatki nanometrow)

* wzOr optyczny o wysokiej rozdzielczosci i wspotczynniku ksztattu

* dopasowanie do nastepujacych po litografii procesach takich jak trawienie i osadzanie

* usuwanie W roztworach wodnych.

Celem jest stworzenie stabilnej i powtarzalnej metody pokonania r6znych wyzwan zwigzanych z wzorowaniem
rezystu.



